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前言

　　真空镀膜设备的设计内容涉及材料学、机械学、自动控制、物理学、化学、电子学等多个学科。
在编写《真空镀膜设备》一书的过程中，作者总结了多年的科研生产实践成果和教学经验，参阅了大
量的国内外相关文献及东北大学自用教材，综合参考并采用了国内外有关单位在镀膜设备设计方面的
成熟经验。
书中系统地阐述了真空镀膜设备各机构的设计计算及设计方法，其中还重点介绍了磁控溅射靶的设计
计算和溅射镀膜的膜厚均匀性设计。
编写本书的目的在于全面系统地向读者介绍真空镀膜设备的设计方法及其最新进展。
该书既注重真空镀膜设备设计的理论体系和具体的设计计算，又反映真空镀膜设备设计方法及其最新
发展，可供真空镀膜行业中的设备设计、工艺研究、生产管理等方面人员阅读，同时也可供各高等院
校相关专业的师生使用。
　　在编写过程中，宋青竹参与了相关资料的收集和整理工作，东北大学真空与流体工程研究所各位
老师及有关单位和专家们给予了大力支持，在此深致谢意。
　　由于作者的水平所限，书中的欠妥之处，诚请读者批评指正。
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内容概要

本书详细介绍了真空镀膜设备的设计方法与镀膜设备各机构元件的设计计算、设计参数的选择，其中
重点、系统地介绍了磁控溅射靶的设计计算和溅射镀膜的膜厚均匀性设计。
全书共分13章，主要讲解真空镀膜室结构、镀膜室工件架、真空镀膜机的加热与测温装置、真空镀膜
机的抽气系统、真空室电和运动的导入结构、溅射镀膜设备的充布气系统、蒸发源、磁控溅射靶、溅
射镀膜的膜厚均匀性等方面的设计与计算。
　　本书有很强的实用性，适合真空镀膜设备的设计制造、真空镀膜设备的应用等与真空镀膜技术有
关的行业从事设计、设备操作与维护的技术人员使用，还可用作高等院校相关专业师生的教材及参考
书。
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章节摘录

　　随着我国国民经济的发展，真空镀膜设备在工业中的应用越来越广，各领域的不同需求对真空镀
膜设备的设计提出了越来越严格的要求。
虽然近年来我国真空镀膜设备的设计和制造水平有了长足的进步，但是总体来说，国内真空镀膜设备
的整体设计能力和生产水平不高，在品种和质量上难以参与国际市场的竞争。
因此，加强高性能真空镀膜设备的设计开发工作，已是势在必行。
　　在20世纪80年代以前，真空镀膜设备的设计以理论分析和模型实验为主要方法。
研究者采用理论公式近似解决在真空镀膜设备设计中遇到的问题。
例如磁场分析问题，由于边界结构复杂，难以用理论公式表述，只能把实际边界简化，用近似理论公
式表述，得到的近似结果，提供设计参考。
在此基础上，把永磁体制作成实物模型，经过实验检验后，才能用到磁控溅射镀膜机上，在此过程中
不得不留有很大工程裕量，因此，从设计到生产，周期长、费用高、风险大。
计算机技术的发展，使数值分析手段被引入到磁控溅射镀膜机及相关部件的设计中。
利用计算机软件对磁控溅射阴极靶、离子源、真空室体、加热器等磁控溅射镀膜机的重要部件进行模
拟仿真，不仅大大提高了磁控溅射镀膜机的设计和制造水平，而且也是真空镀膜设备设计方法的一次
重要突破。
在这个阶段，国外相关的真空镀膜设备研发机构和公司形成了用于真空镀膜设备及相关器件设计的若
干成熟的计算机软件。
从功能上讲，这些软件分为电磁场分析软件、磁控溅射与沉积行为分析软件、热场分析软件、机构动
力学分析软件和荷电粒子动力学分析软件。
这些软件用于电磁场、温度场、气体分布压力场、真空室体的设计分析，为真空镀膜设备及有关器件
的设计和制造发挥了积极作用。
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